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(57)【要約】
【課題】赤色画素、緑色画素、青色画素、及び白色画素
の４つのサブ画素それぞれに対応する光フィルタ層が表
面に形成されたカラーフィルタ基板と白色発光する有機
ＥＬ発光素子がサブ画素ごとに形成される白色発光部と
を含む有機ＥＬ表示装置において、円偏光板がなくても
外光反射が抑制されるようにする。
【解決手段】有機エレクトロルミネッセンス表示装置１
は、赤色画素、緑色画素、青色画素、及び白色画素の４
つのサブ画素それぞれに対応する光フィルタ層９が表面
に形成されたカラーフィルタ基板４と、白色発光する有
機エレクトロルミネッセンス発光素子７がサブ画素ごと
に形成される白色発光部６と、を含む。有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置１では、前記白色画素に対応す
る光フィルタ層９ＷにおけるＣ光源を基準とした光の透
過率が、かなり低く、４０パーセント以上且つ６０パー
セント以下に調整されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤色を表示するサブ画素、緑色を表示するサブ画素、青色を表示するサブ画素、及び白
色を表示するサブ画素とからなる画素と、
　前記サブ画素のそれぞれに対応する光フィルタ層と、
　前記サブ画素のそれぞれに設けられた、有機エレクトロルミネッセンス発光素子を具備
する発光部と、
　を含む有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　円偏光板が備えられておらず、
　前記白色を表示するサブ画素に対応する前記光フィルタ層におけるＣ光源を基準とした
光の透過率が、４０パーセント以上且つ６０パーセント以下の透過率である、
　有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
　前記サブ画素のそれぞれに設けられた発光部は白色を発光し、
　前記白色を表示するサブ画素に対応する前記光フィルタ層は、透明樹脂からなる、請求
項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
　第１の基板と、前記第１の基板と対向する第２の基板とを有し、
　前記有機エレクトロルミネッセンス発光素子は第１の基板に形成され、
　前記光フィルタ層は第２の基板に形成される、請求項１又は請求項２に記載の有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置。
【請求項４】
　前記白色を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率が、前記赤色
を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率、前記緑色を表示するサ
ブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率、及び前記青色を表示するサブ画素に
対応する光フィルタ層における光の透過率の和、の１．５倍より低い透過率である、請求
項１から請求項３の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項５】
　前記白色を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率が前記和以下
の透過率である、請求項４に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項６】
　赤色を表示するサブ画素、緑色を表示するサブ画素、青色を表示するサブ画素、及び白
色を表示するサブ画素とからなる画素と、
　前記サブ画素のそれぞれに対応する光フィルタ層と、
　前記サブ画素のそれぞれに設けられた、有機エレクトロルミネッセンス発光素子を具備
する発光部と、
　を含む有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　円偏光板が備えられておらず、
　前記白色を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率が、前記赤色
を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率、前記緑色を表示するサ
ブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率、及び前記青色を表示するサブ画素に
対応する光フィルタ層における光の透過率の和、の１．５倍より低い透過率である、
　有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項７】
　前記白色を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率が前記和以下
の透過率である、請求項６に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】
　前記サブ画素のそれぞれに設けられた発光部は白色を発光し、
　前記白色を表示するサブ画素に対応する前記光フィルタ層は、透明樹脂からなる、請求
項６又は請求項７に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
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【請求項９】
　第１の基板と、前記第１の基板と対向する第２の基板とを有し、
　前記有機エレクトロルミネッセンス発光素子は第１の基板に形成され、
　前記光フィルタ層は第２の基板に形成される、請求項６から請求項８の何れか１項に記
載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　赤色を表示するサブ画素（以下、赤色画素）、緑色を表示するサブ画素（以下、緑色画
素）、青色を表示するサブ画素（以下、青色画素）、及び白色を表示するサブ画素（以下
、白色画素）からなる四色のサブ画素により、画像を表示する有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置が知られている。このような有機エレクトロルミネッセンス表示装置には、
色変換方式でカラー化を行うもの（下記、特許文献１）や、カラーフィルタ方式でカラー
化を行うものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１９６０７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　カラーフィルタ方式でカラー化を行う場合、有機エレクトロルミネッセンス表示装置に
は、白色発光する有機エレクトロルミネッセンス発光素子（以下、白色発光素子と表記す
る）がサブ画素ごとに形成される白色発光部と、白色光を四色にカラー化するカラーフィ
ルタ基板と、が備えられる。カラーフィルタ基板の表示面にはそれぞれのサブ画素に対応
する光フィルタ層が形成され、赤色画素に対応する光フィルタ層、緑色画素に対応する光
フィルタ層、青色画素に対応する光フィルタ層、及び白色画素に対応する光フィルタ層は
、それぞれ、赤色、緑色、青色、及び白色に対応する波長域の光を透過させる。
【０００５】
　白色画素に対応する光フィルタ層として通常用いられる光フィルタ層における透過率は
、一般的に高い（Ｃ光源を基準として約８０％以上）。従って、外光は、大きく減光され
ることなく、白色画素に対応する光フィルタ層を透過する。また、内部の界面（例えば白
色発光素子を構成する反射電極）で反射した後も、大きく減光することなく、この光フィ
ルタ層を透過して出力される。そのため、外光反射によってコントラストが低下する恐れ
がある。
【０００６】
　そこで、外光反射を抑制する円偏光板の使用が考えられるが、これを用いないのであれ
ば、外光反射を抑制するために、円偏光板の使用に代わる措置が必要となる。
【０００７】
　本発明の目的は、赤色を表示するサブ画素、緑色を表示するサブ画素、青色を表示する
サブ画素、及び白色を表示するサブ画素のそれぞれに対応する光フィルタ層が表面に形成
されたカラーフィルタ基板と、白色発光する有機エレクトロルミネッセンス発光素子がサ
ブ画素ごとに形成される白色発光部と、を含む有機エレクトロルミネッセンス表示装置に
おいて、円偏光板がなくても、外光反射が抑制されるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記課題を解決するための本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、赤
色を表示するサブ画素、緑色を表示するサブ画素、青色を表示するサブ画素、及び白色を
表示するサブ画素とからなる画素と、前記サブ画素のそれぞれに対応する光フィルタ層と
、前記サブ画素のそれぞれに設けられた、有機エレクトロルミネッセンス発光素子を具備
する発光部と、を含む有機エレクトロルミネッセンス表示装置であって、円偏光板が備え
られておらず、前記白色を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層におけるＣ光源を基
準とした光の透過率が、４０パーセント以上且つ６０パーセント以下の透過率であること
を特徴としている。
【０００９】
　また、上記課題を解決するための他の発明に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装
置は、赤色を表示するサブ画素、緑色を表示するサブ画素、青色を表示するサブ画素、及
び白色を表示するサブ画素とからなる画素と、前記サブ画素のそれぞれに対応する光フィ
ルタ層と、前記サブ画素のそれぞれに設けられた、有機エレクトロルミネッセンス発光素
子を具備する発光部と、を含む有機エレクトロルミネッセンス表示装置であって、円偏光
板が備えられておらず、前記白色を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光
の透過率が、前記赤色を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率、
前記緑色を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率、及び前記青色
を表示するサブ画素に対応する光フィルタ層における光の透過率の和、の１．５倍より低
い透過率であることを特徴としている。ここで、前記白色を表示するサブ画素に対応する
光フィルタ層における光の透過率は、前記和以下の透過率であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構成を模式的
に示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の表示面におけ
る画素の構成を示す図である。
【図３】サブ画素の断面図である。
【図４】外光反射について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあく
まで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到
し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明
をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表
される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置１（以下、有
機ＥＬ表示装置１と表記する）の構成を模式的に示す図である。有機ＥＬ表示装置１は、
カラーフィルタ方式でカラー化を行う有機ＥＬ表示装置であり、同図に示すように、下か
ら、薄膜トランジスタがアレイ状に形成されたＴＦＴ基板２と、白色発光する有機エレク
トロルミネッセンス発光素子７（以下、白色発光素子と表記する）が後述する４つのサブ
画素ごとに形成される白色発光部６と、カラーフィルタ基板４と、を備える。また、図示
していないドライバＩＣ等も備える。白色発光部６から出力される白色光がカラーフィル
タ基板により、四色にカラー化される。ここではトップエミッション方式が採用されてお
り、カラーフィルタ基板４の上面が画像の表示面にあたる。表示面に円偏光板は備えられ
ていない。
【００１３】
　図２は、有機ＥＬ表示装置１の表示面における画素８の構成を示す図である。同図に示
すように、画素８は、赤色（Ｒ）を表示するサブ画素である赤色画素１０Ｒ、緑色（Ｇ）
を表示するサブ画素である緑色画素１０Ｇ、青色（Ｂ）を表示するサブ画素である青色画
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素１０Ｂ、及び白色（Ｗ）を表示するサブ画素である白色画素１０Ｗ、の４つのサブ画素
１０を含む。各サブ画素１０は、ブラックマトリクスＢＭにより区分けされ、赤色画素１
０Ｒ、緑色画素１０Ｇ、青色画素１０Ｂ、及び白色画素１０Ｗ、の順に時計回りに配置さ
れている。
【００１４】
　カラーフィルタ基板４は、透明ガラス基板であり、図１に示すように、ＴＦＴ基板２に
対向する下面には、各サブ画素１０に対応する光フィルタ層９が形成されている。すなわ
ち、白色発光素子６から発光した白色光を四色にカラー化するために、光フィルタ層９Ｒ
、光フィルタ層９Ｇ、光フィルタ層９Ｂ、光フィルタ層９Ｗが形成されている。
【００１５】
　光フィルタ層９Ｒは、赤色画素１０Ｒに対応する光フィルタ層９であり、赤色に対応す
る波長域の光を透過させる。図１に示すように、光フィルタ層９Ｒは、赤色画素１０Ｒに
対応する白色発光素子７Ｒの上方に設けられ、光フィルタ層９ＲにおけるＣ光源（国際照
明委員会（ＣＩＥ）が規定する標準光源）を基準とした光の透過率Ｔｒは、一般的に約１
０％から約２０％である。光フィルタ層９Ｒは、赤色画素１０Ｒに対応する領域に形成さ
れる。また、光フィルタ層９Ｇは、緑色画素１０Ｇに対応する光フィルタ層９であり、緑
色に対応する波長域の光を透過させる。図１に示すように、光フィルタ層９Ｇは、緑色画
素１０Ｇに対応する白色発光素子７Ｇの上方に設けられ、光フィルタ層９ＧにおけるＣ光
源を基準とした光の透過率Ｔｇは、約３０％から約４０％である。光フィルタ層９Ｇは、
緑色画素１０Ｇに対応する領域に形成される。また、光フィルタ層９Ｂは、青色画素１０
Ｂに対応する光フィルタ層９であり、青色に対応する波長域の光を透過させる。図１に示
すように、光フィルタ層９Ｂは、青色画素１０Ｂに対応する白色発光素子７Ｂの上方に設
けられ、光フィルタ層９ＢにおけるＣ光源を基準とした光の透過率Ｔｂは、約３％から約
８％である。光フィルタ層９Ｂは、青色画素１０Ｂに対応する領域に形成される。光フィ
ルタ層９Ｒ、光フィルタ層９Ｇ、及び光フィルタ層９Ｂは、通常用いられるカラーレジス
ト（染料系及び顔料系材料）からなり、着色層とも呼ばれる。
【００１６】
　また、光フィルタ層９Ｗは、白色画素１０Ｗに対応する光フィルタ層９であり、図１に
示すように、白色画素１０Ｗに対応する白色発光素子７Ｗの上方に設けられる。光フィル
タ層９Ｗは、白色に対応する波長域の光を透過させ、白色画素１０Ｗに対応する領域に形
成される。本実施形態の場合、光フィルタ層９Ｗは、透明樹脂により構成される。
【００１７】
　光フィルタ層９ＷにおけるＣ光源を基準とした光の透過率Ｔｗは、白色画素に対応する
光フィルタ層として通常用いられるものの透過率（少なくとも８０％）より相当低い値に
調整されている。具体的には、透過率Ｔｗは、４０％以上且つ６０％以下の透過率に調整
されている。この意義については後述する。
【００１８】
　図３は、サブ画素１０の断面図を示すＩＩＩ－ＩＩＩ断面図である。前述したように、
有機ＥＬ表示装置１は、ＴＦＴ基板２と、白色発光部６と、カラーフィルタ基板４と、を
含む。ＴＦＴ基板２の上には配線層１２が形成され、ＴＦＴ基板２及び配線層１２の上に
、シリコン窒化膜１４、及び平坦化膜１６が順に積層されている。
【００１９】
　そして、平坦化膜１４の上に、白色発光素子７を構成する、いわゆる反射電極たるアノ
ード電極１８、白色発光する有機化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス層２０、
及び透明電極であるカソード電極２２が順に積層されている。また、白色発光部６の上に
、保護層２４が形成され、カラーフィルタ基板４が置かれている。保護層２４とカラーフ
ィルタ基板４の間の空間は、充填材２６で充填されている。
【００２０】
　ここで、外光反射について説明する。図４は、外光反射について説明するための図であ
り、サブ画素１０Ｗの断面図でもある。外光反射の原因には、カラーフィルタ基板４の表
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面における外光の反射３０、光フィルタ層９と充填材２６との界面における外光の反射３
２、及びアノード電極１８における外光の反射３４等があるが、このうち反射３４の影響
が大きい。
【００２１】
　白色画素に対応する光フィルタ層として通常用いられる光フィルタ層を光フィルタ層９
Ｗとして用いた場合、透過率Ｔｗが少なくとも８０％と高くなる。この場合、反射３４で
は、外光が、入射時及び反射時と、光フィルタ層９Ｗを二回透過するものの、大きく減光
されることなく、出力される。よって、前述のように外光反射を抑制する円偏光板が表示
面に設けられていないので、外光反射によってコントラストが低下する恐れがある。
【００２２】
　この点、円偏光板を備えていない有機ＥＬ表示装置１では、外光反射を抑制するために
、透過率Ｔｗが、白色画素に対応する光フィルタ層として通常用いられる光フィルタ層に
比して相当低い透過率に調整されている。すなわち、前述のように、透過率Ｔｗが、４０
％以上且つ６０％以下の透過率に調整されている。よって、円偏光板がなくても外光反射
を抑制できる。また、透過率Ｔｗが、Ｃ光源を基準とした円偏光板における光の透過率の
理論値５０％付近の透過率となっているので、白色画素１０Ｗの輝度を円偏光板を備える
場合と同程度に維持することもできる。なお、円偏光板を備える場合より、赤色画素１０
Ｒ、緑色画素１０Ｇ、及び青色画素１０Ｂの輝度が上がることにもなる。
【００２３】
　以上のように、有機ＥＬ表示装置１では、光フィルタ層９Ｗにおける光の透過率Ｔｗが
、高くても６０％に調整される。よって、円偏光板がなくても、外光反射が抑制されるよ
うになる。
【００２４】
　なお、透過率Ｔｗが高くても６０％に調整されると述べたが、これは、透過率Ｔｗが、
Ｔｒ、Ｔｇ、及びＴｂの和の１．５倍より低い透過率に調整されるということでもある。
【００２５】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である
。例えば、本発明は、有機ＥＬ表示装置１がボトムエミッション方式の有機ＥＬ表示装置
である場合にも適用可能である。また、例えば、各サブ画素１０はどのように配置されて
もよく、図２とは異なり、例えば赤色画素１０Ｒ、緑色画素１０Ｇ、青色画素１０Ｂ、及
び白色画素１０Ｗの順に横一列に配置されてもよい。更に、ＴＦＴ基板２にカラーフィル
タ層９を形成してもよい。この場合、封止材２６が有機エレクトロルミネッセンス層２０
やカラーフィルタ層９を保護し、カラーフィルタ基板４を省略する構造にしてもよい。
【００２６】
　また、透過率Ｔｗが、４０％以上且つ４５％以下の透過率に調整されてもよい。すなわ
ち、透過率Ｔｗが、透過率Ｔｒ、Ｔｇ、Ｔｂの和以下の透過率に調整されてもよい。Ｃ光
源を基準とした円偏光板における光の透過率が、種々の要因で実際には約４５％以下の透
過率となるからである。
【００２７】
　また、以上の説明では、透過率Ｔｗ、Ｔｒ、Ｔｇ、及びＴｂをＣ光源を基準とした透過
率であるものとして、透過率ＴｗがＴｒ、Ｔｇ、及びＴｂの和の１．５場合より低い透過
率（例えば、上記和以下の透過率）に調整されていると述べたが、これは、透過率Ｔｗ、
Ｔｒ、Ｔｇ、及びＴｂがＣ光源以外の標準光源（例えば、Ａ光源及びＢ光源など）を基準
とした透過率である場合においても同様である。これらの透過率がＣ光源以外の標準光源
を基準とした透過率である場合においても、透過率Ｔｗが上記和の１．５倍より低い透過
率に調整されていれば、外光反射を抑止できる。
【００２８】
　また例えば、実施形態で説明した構成は、実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏す
る構成又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。
【符号の説明】
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【００２９】
　１　有機エレクトロルミネッセンス表示装置、　２　ＴＦＴ基板、４　カラーフィルタ
基板、６　白色発光部、７，７Ｒ，７Ｇ，７Ｂ，７Ｗ　白色発光素子、８　画素、９，９
Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗ　光フィルタ層、１０　サブ画素、１０Ｒ　赤色画素、１０Ｇ　緑
色画素、１０Ｂ　青色画素、１０Ｗ　白色画素、１２　配線、１４　シリコン窒化膜、１
６　平坦化膜、１８　アノード電極、２０　有機エレクトロルミネッセンス層、２２　カ
ソード電極、２４　保護層、２６　充填材、３０，３２，３４　外光の反射、ＢＭ　ブラ
ックマトリクス。

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：要形成滤色器基板，该滤色器基板的表面具有与红色像
素，绿色像素，蓝色像素和白色像素的四个子像素相对应的滤光层，以
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机EL显示装置中，不需要圆偏振片就可以抑制外部光的反射。 解决方
案：有机电致发光显示装置1包括滤色器基板4，该滤色器基板4的表面上
形成有与红色像素，绿色像素，蓝色像素和白色像素的四个子像素相对
应的光学滤光器层9，以及白色滤光器。 发光的有机电致发光元件7包括
为每个子像素形成的白色发光部分6。 在有机电致发光显示装置1中，基
于与白色像素相对应的滤光层9W中的C光源的透光率相当低，并且被调
整为40％以上且60％以下。 [选型图]图1
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